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２００９年３月期第２四半期決算説明会資料

執行役社長 大林 秀仁

2008/10/23

～ライフサイエンスの好調により０８年度２Ｑ累計営業利益は増額修正、１２６億円を計上～
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２００９年３月期第２四半期累計期間（ハイライト）

当期

純利益

経常

利益

営業

利益

売上高

ーーー＋７６％７６＋３３４３

△２０％１８９△５０＋５０％１３９＋４６９３

△２５％１７６△５０＋４３％１２６＋３８８８

△８％４,４７１△２３７＋２％４,２３４＋８４４,１５０

（億円）

前年同期比

（旧基準）

実績
(e1+y)

会計方針

変更影響額(y)

対前回予想

増減率

（新基準）
実績

(e1)=(e+x)

業績偏差
(x)

（新基準）
前回予想

(e)

（注）（ e )は、新基準前回予想（2008年 7月公表値）
（e1)は、新基準今回予想（2008年10月公表値）

（注）第1四半期連結会計期間より、半導体製造装置、
液晶関連製造装置等、出荷後に据付作業を要する
製品の収益認識基準を出荷基準から据付完了基準
に変更しております。
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売上高 （ ４,１５０億円 → ４,２３４億円 ＋８４億円）

営業利益 （ ８８億円 → １２６億円 ＋３８億円）

電子デバイスシステム：半導体製造装置の需要減等により１２億円減

ライフサイエンス：欧米向け医用分析装置の好調等により３１億円増

先端産業部材：液晶関連部材の販売増等により６５億円増

電子デバイスシステム：コスト低減等により１３億円増

ライフサイエンス：欧米向け医用分析装置の好調等により１９億円増

対前回予想値（２００８年７月１Ｑ決算発表時）比較

２００９年３月期第２四半期累計期間（偏差説明）

1.偏差説明

２.収益認識基準変更による影響

＋１７△５０△６７営業利益

△２３７

実績

＋８３△３２０売上高

偏差前回予想

（億円）
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0

2,500

5,000

07/9 08/9(e) 08/9

２００９年３月期第２四半期累計期間実績（売上高）

（4,872）

4,150
1,400

440

1,245

1,787

875

460

1,060

1,755

863

491

1,059

1,820

ライフサイエンス

情報エレクトロニクス

先端産業部材

電子デバイスシステム△３８％

売上高

前年同期比

△１３％

前年同期比 増減説明 （旧基準）

電子デバイスシステム：半導体製造装置、液晶関連製造装置（商事品）、HD関連製造装置の需要減等により減少

ライフサイエンス：欧米向け医用分析装置の貢献等で増加

情報エレクトロニクス：チップマウンタ、アジア向け半導体デバイスの販売減等により減少

（億円）

4,234 

＋１２％

△１５％

＋２％

（ ）内の数値は会計方針変更前

（4,470） （4,471）

１,０６７

１,０９２

08/9旧基準
実績

△１４％

△２２％

旧基準
前年同期比

１,２４５

1,４００

07/9

実績

△８

△２２９

会計方針変更
影響額

△１７８情報エレクトロニクス

△３０９電子デバイスシステム

業績変動
影響額

（億円）

（△８％）
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(50)

100

250

07/9 08/9(e) 08/9

２００９年３月期第２四半期累計期間実績（営業利益）

（233）

88

122

75

20
16

△18

92

0
14

△4

110

3
16

ライフサイエンス

情報エレクトロニクス

先端産業部材

電子デバイスシステム

営業利益

前年同期比

△４６％

前年同期比 増減説明 （旧基準）

電子デバイスシステム：半導体製造装置、HD関連製造装置の需要減等により減少

ライフサイエンス：欧米向け医用分析装置の好調持続等により増加

情報エレクトロニクス：チップマウンタの販売減等により減少

（億円）

126

0

ー％

＋４７％

△８５％

△０％

07/9                 08/9(e)                08/9

（ ）内の数値は会計方針変更前

（155）
（176）

４

４５

08/9旧基準
実績

△８０％

△６３％

旧基準
前年同期比

２０

１２２

07/9

実績

△１６

△７７

業績変動
影響額

△１情報エレクトロニクス

△４９電子デバイスシステム

会計方針変更
影響額

（億円）

（△２５％）
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139

93

(238)

0

150

300

07/9 08/9(e) 08/9

(147)

43

76

0

75

150

07/9 08/9(e) 08/9

２００９年３月期第２四半期累計期間（経常利益・当期純利益）

営業外損益は改善するも、営業利益の減少により経常利益は減少

経常利益の減少等により当期純利益も減少

前年同期比 増減説明 （旧基準）

（億円） （億円）
前年同期比

△４９％

経常利益 当期純利益

前年同期比

△４２％

（ ）内の数値は会計方針変更前

（160）

（189）

（△２０％）
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財政状態（貸借対照表〔要約〕）

株主資本

評価・換算差額等

退職給付引当金

△２３６４,８１３負債及び純資産合計△２３６４,８１３資産合計

＋０２少数株主持分

△５２２△２６２８１投資その他の資産

＋５２２,３７４＋３４２無形固定資産

＋４７２,３９８純資産＋７５９４有形固定資産

△２１０その他△１６９１７固定資産

＋２２６０＋１３２６７その他

＋０２７０固定負債＋１４８８１９たな卸資産

＋５６５１その他△３２３２,１５１受取手形及び売掛金

△２８７１,４９４支払手形及び買掛金△５８６６０現預金、関係会社預け金

△２８３２,１４５流動負債△２２０３,８９６流動資産

２００８年９月末 （億円）
０８/３末比

ポイント説明

自己資本比率：４９.８％（０８/３末比＋３.３％）

一株当たり純資産：１,７４１円９０銭（ ０８/３末比＋３４円２１銭）

０８/３末比
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財政状態（キャッシュ・フロー計算書〔要約〕）

＋０その他

△１６フリー・キャッシュ・フロー

その他

＋６８７
現金及び現金同等物の
四半期残高

△９１法人税等支払

増減額

△４８固定資産取得・売却

＋２８有価証券の取得・売却

＋７７９期首残高△２０
投資活動による
キャッシュ・フロー

△９２＋３８その他

△０△１２８正味運転資金

△５１少数株主からの株式買取＋４３減価償却費

△２４配当金の支払＋１４１税引前利益

△７５
財務活動による
キャッシュ・フロー

＋３
営業活動による
キャッシュ・フロー

（億円） ０８/１Ｈ ０８/１Ｈ

ポイント説明

日立ハイテクインスツルメンツ新社屋建設 △２３億円他

米国子会社の自己株式取得 △５１億円

（注１）

（注２）

（注１）

（注２）
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（注）YY/MはYY年M月期を表しています。

ⅡⅡ ２００９年３月期 業績予想概要２００９年３月期 業績予想概要
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２００９年３月期業績予想（ハイライト）

ーーーー９０ーーＦＩＶ

ーーーー９％ーーＲＯＥ

当期

純利益

経常

利益

営業

利益

売上高

ーーー０％２２００２２０

△１４％４２１△６８０％３５３０３５３

△１５％４１８△６８０％３５００３５０

△４％９,０７０△２７００％８,８０００８,８００

（億円）

対前期比
(旧基準)
今回予想
(e1+y)

会計方針

変更影響額(y)

対前回予想

増減率

(新基準)
今回予想
(e1)=(e+x)

業績偏差
(x)

(新基準)
前回予想

(e)

（注）（ e )は、新基準前回予想（2008年 7月公表値）
（e1)は、新基準今回予想（2008年10月公表値）

（注）想定レート： １ＵＳＤ＝１０２円
１ＥＵＲ＝１５５円
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0

5,000

10,000

08/3 09/3 (e ) 09/3 (e1 )

２００９年３月期業績予想（売上高）

売上高

前年同期比 増減説明 （旧基準）

電子デバイスシステム：半導体製造装置・HD関連製造装置の投資抑制継続等により減少

情報エレクトロニクス：半導体デバイスおよび液晶等メディアデバイスの需要減等により減少

（億円）

（9,431）

8,800

2,060

890

2,320

3,530

ライフサイエンス

情報エレクトロニクス

先端産業部材

電子デバイスシステム

前年同期比

2,648

962

2,327

3,495

8,800
1,980

970

2,200

3,650

△２５％

△７％

＋１％

△５％

＋４％

（ ）内の数値は会計方針変更前

（9,100） （9,070）

２,２１７

９７３

２,２３０

09/3(e1)
旧基準

△５％

＋１％

△１６％

旧基準
前年同期比

２,３２７

９６２

２,６４８

08/3

実績

△１１０

＋１１

△４１８

業績変動
影響額

△１７情報エレクトロニクス

△３ライフサイエンス

△２５０電子デバイスシステム

会計方針変更
影響額

（億円）

（△４％）
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0

250

500

08/3 09/3 (e ) 09/3 (e1 )

２００９年３月期業績予想（営業利益）

（491）

350

ライフサイエンス

情報エレクトロニクス

先端産業部材

電子デバイスシステム

営業利益

前年同期比

前年同期比 増減説明 （旧基準）

電子デバイスシステム：半導体製造装置・HD関連製造装置の投資抑制継続等により減少

情報エレクトロニクス：半導体デバイスおよび液晶等メディアデバイスの需要減等により減少

先端産業部材：営業開発投資増加等により減少

（億円）

231

184

41
35

350

120

43

27

160

95

28
32

195

△５９％

△２９％

＋６％

△３２％
△９％

（ ）内の数値は会計方針変更前

（430） （418）

３０

１９６

１６０

09/3（e1)
旧基準

△２７％

＋６％

△３１％

旧基準
前年同期比

４１

１８４

２３１

08/3

実績

△１１

＋１１

△７１

業績変動
影響額

△２情報エレクトロニクス

△１ライフサイエンス

△６５電子デバイスシステム

会計方針変更
影響額

（億円）

（△１５％）
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0

1,500

3,000

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

売 上 高

セグメント別業績予想（電子デバイスシステム）

（億円） 前回予想比

△４％

液晶・ＨＤ関連製造装置

半導体製造装置△４％

△３％

1,9802,060

（2,648）

△５△１５０△１４５液晶・ＨＤ関連製造装置

△１００

今回予想(e1)

＋２０△１２０半導体製造装置

偏差前回予想(e)

会計方針変更による影響額

（2,325）
（2,230）

1,430

550

1,495

565

1,942

706

（ ）内の数値は会計方針変更前
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0

200

400

08/3 09/3 09/3(e1)

市場動向（半導体製造装置）

・０８年度前半は、原油価格の高騰等マクロ経済の不透明感に加え、５月の中国四川大地震やオリンピックイヤー
特需が期待を裏切る結果となり、メモリーメーカー向けを中心に半導体製造装置市場は低調に推移
・０８年度後半も米国金融危機に端を発した世界的なリセッション懸念により、半導体が搭載される最終製品の
売上減少から、メモリーを始めとした半導体需要の減少や価格下落圧力が強まる可能性が高く、０８年度通年で
も大幅なマイナス成長を予想

（売上ベース）（億ＵＳＤ）

半導体製造装置（前工程）市場

状況説明

321 

197

（出所）０８年６月迄のＳＥＭＩ実績値及び当社推測

前回予想は２００８年４月の決算発表時の見通し

(前回予想)

323

前回予想

前年同期比

△３９％
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875 868

956
1,001

799
751

0

600

1,200

06/1H 06/2H 07/1H 07/2H 08/1H 08/2H(e1)

12

△ 21

14

-25

0

25

07/3 08/3 09/3(e1)

受注高の推移（半導体製造装置）

連結受注高の推移 連結受注高の推移（前年同期比伸び率）

状況説明

（億円）

・０８／１H：国内外顧客の投資抑制により、自社品、商事品とも受注環境は厳しく、前年同期比△１６％
・０８／２H：メモリーメーカーを中心に顧客投資抑制が続くため、前年同期比△２５％を予想
・０８年度：上記により、前年同期比△２１％を予想

（％）

1,743

1,957

1,550

内は年度合計
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0% 50% 100%

09/3(e1)

08/3

0

1,000

2,000

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

売上高の推移（半導体製造装置）

主要製品群別売上高の推移

地域別売上高比率

日本 韓国

偏差説明

（1,942）

1,495

前回予想比

△４％

＋１５％

△１０％

△２５％

評価・解析装置

後工程・その他

プロセス装置

（億円）

1,430

プロセス装置
・エッチングﾞ装置は、国内顧客の投資抑制等を海外大手
顧客の投資再開によりカバーし、増加
評価・解析装置
①評価装置：国内・アジアのデバイスメーカーの投資抑制
により、大幅減
②解析装置：景気後退により半導体分野以外も厳しい
状況にあるが、新製品投入等によりほぼ前回計画通り
後工程装置（ダイボンダ）
・DRAM、NAND Flash用とも韓国中心とした市況悪化の
影響により減

今後の取り組み

プロセス装置
・米国大手顧客からのエッチング装置継続受注及び
国内外顧客への部品サービス事業の拡大
評価・解析装置
①評価装置：比較的堅調なMPU、ロジックメーカーへの
拡販及び韓国、台湾市場での地盤固め
②解析装置：国内外の大学、研究機関への販売促進
（日本：補正予算の取り組み）
後工程装置（ダイボンダ）
・新製品の投入によるメモリー以外からの引合取り込み

中国大陸/
台湾地域

米州/
欧州 他

（ ）内の数値は会計方針変更前

（1,530）
（1,615）
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0

4,000

8,000

08/3 09/3(前回予想) 09/3(e１)

市場動向（液晶関連製造装置）

液晶関連製造装置市場

（売上ベース）（億円）

3,140

5,725 5,690

（出所）ＳＥＡＪ（０８年７月）データに基づき当社にて推測

前回予想は２００８年４月決算発表時の見通し

状況説明

前年同期比

＋８１％

非関連分野

当社関連

前回予想

＋８２％

＋７９％

・０８年度の製造装置市場は前年同期比＋８１％を見込むが、６月からの急激な市況の変化により縮小方向
＊０８年当初は、需要が供給を上回るとの予測でセットメーカーがパネルを前倒し発注、パネル価格も上昇
＊大型ＴＶやモニターを中心に想定より需要が伸びず、６月以降需給バランスが崩れパネル価格が大幅に下落、
台湾メーカーを中心に減産を継続中

＊０８年度後半も世界的な景気低迷の影響も重なり回復が遅れるとの見方が強い

1,6501,660
920
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受注高の推移（液晶関連製造装置）

△ 4

△ 35

68

-50

0

50

100

0

200

400

600

06/1H 06/2H 07/1H 07/2H 08/1H 08/2H(e1)

連結受注高の推移 連結受注高の推移（前年同期比伸び率）

状況説明

（億円）

09/3(e1)08/307/3

（％）

667

431

380

287

221 210

524

199

自
社
製
品

商
事
品

722

内は年度合計

・０８／１H：実装装置は投資サイクルの影響で減少するが、前工程の投資集中による露光装置と商事品の大幅
受注増で、前年同期比＋１３７％

・０８／２H：液晶市場の需給バランスの崩れから６月以降急激にパネル価格が下落
顧客の慎重な投資スタンスにより前年同期比△５％を予測

・０８年度 ：上記により前年同期比＋６８％と予測
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前工程
・Ｇ１０対応装置は０８年度３Ｑに出荷開始

後工程・その他

・高生産性装置（新製品）を開発中

前工程を中心に堅調に推移する見込みだが
市況悪化が懸念材料

前工程

投資の中心はＧ８以上に移行、売上比率は６７％に
達する見込み

・露光装置は、投資回復で増加を見込む

・ウエットプロセス装置は、Ｇ１０対応装置等
高付加価値製品にシフト

後工程・その他

・実装装置は、投資一巡により低調

商事品

・一部製品の検収時期のスライド

売上高の推移（液晶関連製造装置）

偏差説明

今後の取り組み

0

300

600

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

0% 50% 100%

09/3(e1)

08/3

0% 50% 100%

09/3(e1)

08/3

主要製品群別売上高の推移

地域別・世代別（前工程装置）売上高比率

日本 韓国 台湾地域 中国大陸

G4以下 G5 G6 G7

411

前回予想比

＋２％

＋８％

±０％

△１１％

後工程・その他

商事品

前工程

（億円）

G8以上

米州・欧州他

（500）

420

（572） （557）

（ ）内数字は会社方針変更前
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0

500

1,000

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

売 上 高

セグメント別業績予想（ライフサイエンス）

９７０

８９０

９６２

前回予想比

＋９％

メディカル

バイオ・分析±０％

＋１２％

（億円）

（注）当セグメントの会計方針変更による影響額は
僅少のため、記載を省略しております。
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0

200

400

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

汎用分析
製品

バイオ
製品

前期比

±０％

±０％

売上高の推移（バイオ・分析）

売上高の推移

（億円）

３００

２４０ ２４０

前回予想比

±０％

偏差説明

・商事品の選択と集中が、０７年度で終了
０８年度は、前回予想通り推移

今後の取り組み

バイオ製品
・ＤＮＡシーケンサは、遺伝子鑑定・診断向けの
アプリケーションの充実により伸長が期待される
応用市場へ拡販
・液体クロマトグラフ質量分析装置は、新製品の
ＥＣＤ(電子捕獲解離)技術搭載機により、
タンパク質解析機能向上とバイオマーカー探索
市場へ展開

汎用分析製品
・液体クロマトグラフ
業界標準のデータステーションとの接続により
最大マーケットの製薬分野へ深耕
・光度計
アプリケーション強化による食品・環境分野への展開
・商事品
専任営業部隊の新設により販売を強化
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売上高の推移（メディカル）

0

400

800

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

売上高の推移 偏差説明

前回予想比

＋１２％

６５０

７３０

６６２

＋１４％

＋４％
検体前処理

その他

生化学
免疫分析

（億円）

今後の取り組み

・欧州向けの新型中規模生化学・免疫分析システム、
新型小形免疫分析装置等の販売好調により増加

生化学・免疫分析
・欧州向けは、ロシュ社とのＳＣＢの深耕と拡販支援の
継続により、市場の成長率を上回る伸長を目指す
・国内及び中国では、試薬メーカーとの協力推進や
オンラインサポートサービス導入に伴う
新たな付加価値の提供により、需要を喚起

検体前処理システム
・分析装置と前処理両方を製造する唯一のメーカー
として、前処理システムと各種分析装置を接続し、
検体受付処理から結果報告までの一連ワークフロー
の自動化を実現

新規事業
・仏ビオメリュー社と細菌検査事業・遺伝子検査事業
でのＳＣＢを推進

＊ＳＣＢ：System Collaboration Business

海外

国内
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〈検体検査自動化システムの特徴〉
効率的なラック搬送を実現する非同期分散システム

メンテナンスフリーのシリンジレス分注システム

検体ラックの追い越しを可能とするラック引き込み方式

〈システム構成例〉
前処理システムと各種分析装置を接続し、
検体受付処理から結果報告までの一連
ワークフローの自動化を実現

煩雑な検査業務の省力化・効率化に貢献

検査室の効率化・安全に貢献する「検体検査自動化システム」

検体検査自動化システム

モジュールアッセンブリ方式により、
検査室の規模や要求に応じてフレキシブルなシステム構築を実現

cobas6000 システム構成の例 （2台接続）

前処理システム
（MODULAR-PreANALYTICS） cobas6000
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情報システム・情報家電

・米国向け携帯電話端末等が増加

組立装置

・自動車部品組付装置は増加したが、
チップマウンタ等が減少

半導体
・汎用半導体が増加

メディアデバイス

・携帯電話用液晶関連部品等が減少

0

1,500

3,000

08/3 09/3 (e ) 09/3 (e1 )

セグメント別業績予想（情報エレクトロニクス）

（億円）

売上高の推移 前回予想比増減説明

前回予想比

△５％

メディア
デバイス△１％

その他

情報システム
情報家電＋２２％

組立装置△１６％

半導体＋３％

（2,327） 2,320

2,200

（ ）内の数値は会計方針変更前

（2,355）

（2,217）
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0

2,000

4,000

08/3 09/3 09/3(e1)

市場動向及び売上高の推移（チップマウンタ）

（出所）日本ロボット工業会資料(07年11月）調査機関資料に基づき当社作成

前回予想は2008年4月の決算発表時の見通し

チップマウンタ市場 状況説明（当社関連市場）

売上高の推移

（億円）

3,193 3,015
2,773

・08年度前半は、携帯電話・ノート型ＰＣ・薄型ＴＶ等
エレクトロニクス市場の設備投資需要は弱含みで
推移。ＥＭＳの設備投資も様子見の状況
・08年度後半から09年度も世界的景気後退により
大きな設備投資は期待できず、08年度通年でも、
市場規模は縮減

0

150

300

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

（億円）

売上高の推移 偏差説明と今後の取り組み

米州

欧州

日本

アジア

260

222

前回予想比

△１５％

△１８％

△１３％

△６％

△１２％

(222)

・ユーザーの設備投資減少・凍結により競争が激化
するも、前年度比では横ばいを維持

【今後の取り組み】
・高密度実装・実効生産性能の訴求によるシェア拡大
・アジアを中心としたグローバル営業力・サービス力
強化の継続
・新工場活用による高品質・効率的生産の推進と製品
開発の強化

(263)

(225)

1,796 1,632
1,469

(前回予想)

（ )内の数値は会計方針変更前

前回予想

前年同期比

△１３％

非関連
分野

当社
関連
分野

△７％

△１８％



28Copyright©2008 Hitachi High-Technologies Corporation All Rights Reserved.

0

2,000

4,000

08/3 09/3(e) 09/3(e1)

セグメント別業績予想（先端産業部材）

（億円）

光関連部材

・DVD用光メディア部材を中心に減少

電子デバイス材料

・シリコンウエーハは太陽電池向けに増加

工業材料

・自動車用圧力センサーは低燃費用途の
拡大により増加

前回予想比

＋３％

△３％

＋２％

＋３％

その他

光関連部材

電子デバイス
材料

工業材料

3,495 3,530
3,650

売上高の推移 前回予想比増減説明
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【トピックス】ＨＤ関連技術ロードマップと技術革新

Ｄａｔａ：ＩＤＥＭＡ資料

13 15 16 171409 2010 11 1207 082006

10000

1000

100

1
18 2019

面
記
録
密
度
 (
G
b
it
/
in
2
)

10

革新的技術の出現

サーマルアシスト記録方式（ＴＡＭＲ）

ディスクリート・トラック・メディア（ＤＴＭ）

Track Width

Bit Length
Head

Bit Pattern Media

ランド

トラック幅

ビット長

磁気ヘッド

磁気ディスク

磁気ディスク

ビット・パターンド・メディア（ＢＰＭ）

Heat Spot

Laser

Head

Media

磁気ディスク

磁気ヘッド

レーザ

磁気ディスク

レーザ照射ポイント

ビット・パターンド・メディア
(２Ｔｂ/ｉｎ2～）

ディスクリート・トラック・メディア
(７５０Ｇｂ/ｉｎ2～）

垂直磁気記録方式メディア

（２００Ｇｂ/ｉｎ２～）

サーマルアシスト記録方式

(５Ｔｂ/ｉｎ2～）
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更なるグローバルトップ製品の開発

現行製品群 新技術開発製品群

＜ディスクテストシステム＞

ディスク関連装置

＜ディスク洗浄装置＞

＜テクスチャ装置＞

ＷＷ市場シェア

＜表面検査システム＞

サブストレート関連装置
＜ヘッドテスタ＞

＜クアジテスタ＞

ヘッド関連装置

ＷＷ市場シェア

ＤＴＭ製造・検査装置

ナノインプリント装置

ナノパターン検査装置

パーティクルモニタ

ディスク洗浄装置

◆要求
　　ローコストナノ微細加工

●技術
　　ナノインプリント技術

◆要求
　　表面加工後の形状測定（溝）

◆要求
　　表面上の異物・突起検出

●技術
　　光検査技術

●技術
　　光学検査技術

●エンハンス装置群の技術
　・高感度光学検査技術
　・洗浄クリーン技術

２００７年

日立ハイテク:５６％

他社
４４％

２００７年
他社
３７％

日立ハイテク:６３％

【トピックス】ＤＴＭ関連装置の開発

光学式ディスク検査装置
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ⅢⅢ 参考：データ集参考：データ集

（注）YY/MはYY年M月期を表しています。
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５７

９１

８７

２,２５１

０７年１Ｑ

９０

１４７

１４６

２,６２１

０７年２Ｑ

５５

８６

８１

２,２６３

０７年３Ｑ

６７

１６４

１７８

２,２９６

０７年４Ｑ

７８△２当 期 利 益

１１３２６経 常 利 益

１０６１９営 業 利 益

２,４０４１,８２９売 上 高

０８年２Ｑ０８年１Ｑ

（億円）

■セグメント別売上高
（億円）

四半期業績の推移

８７４

５４６

１９６

６３５

０７年１Ｑ

９１３

７００

２４３

７６６

０７年２Ｑ

８７３

５４３

２６１

５８７

０７年３Ｑ

８３４

５３９

２６１

６６１

０７年４Ｑ

９３３８８８先端産業部材

６１６４４３情報エレクトロニクス

２４３２４８ライフサイエンス

６１２２５０電子デバイスシステム

０８年２Ｑ０８年１Ｑ
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設備投資額・減価償却費・研究開発費

２２４

９９

１４９

０９／３
（e1）

１０６

４３

５７

０８／１H

２０４

８９

１１３

０８／３

＋１０％＋５％１０１研究開発費

＋１２％＋３％４２減価償却費

＋３３％＋２０％４７設備投資額

前年
同期比

前年
同期比

０７／１H

（億円）

前年同期比 増減説明 （０８年度）

設備投資額：３７億円増加

・那珂事業所増改築など

研究開発費：２０億円増加

・電子デバイスシステム、ライフサイエンスの要素技術開発など

（注）設備投資額は取得ベースにて記載
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主要製品群別売上高の状況

（億円）

前年
同期比

△1%

＋17%

△5%
△3%

△7%
△21%
△1%

＋4%

＋４%

＋11%
△11%

＋12%

＋1%

△57%

△1%

△25%

△16%

△35%

△17%

△60%

△29%

764

3,495

1,714

284
733

334

2,327
910

394
313
376

631

962

118

213

０８／３

2,648

500

358

902

140

748

＋26%

＋2%

＋0%

＋3%
△19%

△22%

△15%
△10%

△16%
△21%
△15%

＋33%

＋12%

△45%

△13%

前年
同期比

△38%

△56%

△41%

△37%

△68%

△12%

０８／１H

464

1,820

900

155
302

143

1,059
459

168
124
164

367

491

32

93

863

138

124

281

31

288

367

1,787

899

150
371

183

1,245
512

200
156
194

275

440

58

107

1,400

317

211

446

97

329

０７／１H

電子デバイスシステム
プロセス装置

評価・解析装置

液晶関連製造装置

HD関連製造装置

その他

ライフサイエンス
バイオ・分析

メディカル

その他

情報エレクトロニクス
情報システム

組立装置

半導体

メディアデバイス

その他

先端産業部材
工業材料

電子デバイス材料

光関連部材
その他

０９／３(e1)

893

3,650

1,791

316
650

331

2,200
882

367
248
373

708

970

51

212

1,980

420

231

746

55

528

(注）08/1H,09/3(e1)は会計方針変更後の数値です。
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＜資料取り扱い上の注意＞
① 本プレゼンテーションで述べられている決算概要及び業績予想は、注記がある場合を除き、すべて連結です。
②YY/M（e）はYY年M月期予想を表しています。
③ 数値情報は、億円未満を四捨五入しています。
④ 増減率は、基本的に円単位で計算しています。
⑤ 本プレゼンテーションで述べられている将来の当社業績に関する予想は、現時点で知りうる情報をもとに策定されたものです。当社の参画する産業界はテクノロジーの変化が速く、
競争の激しい産業です。また、世界経済、半導体市況、為替相場など、当社の業績に直接的・間接的に影響を与える様々な外部要因があります。したがいまして、今後、当社の業績が
本プレゼンテーションと異なる可能性があることをお含みおきください。但し、大きな変動がある場合は、証券取引所の適時開示規則及び当社の自発的判断等に基づき、その都度
公表していく所存です。

また、この資料は投資判断の参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的として作成したものではありません。銘柄の選択、投資の最終決定は、ご自身の判断で
なさるようにお願いいたします。
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２００９年３月期第２四半期 決算説明会

END

お問合せ先
社長室 広報・IRグループ 部長代理 加藤 弘之
TEL：03-3504-5138 FAX：03-3504-5943
E-mail：kato-hiroyuki@nst.hitachi-hitec.com


